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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年2月9日(2017.2.9)

【公開番号】特開2014-209595(P2014-209595A)
【公開日】平成26年11月6日(2014.11.6)
【年通号数】公開・登録公報2014-061
【出願番号】特願2014-55836(P2014-55836)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/304    ６４２Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５７２Ｂ
   Ｇ０２Ｆ    1/13     １０１　

【手続補正書】
【提出日】平成28年12月21日(2016.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を貯留する処理槽と、
　パターンが第１の面に形成され透光性を有する処理対象基板を、その第１の面を前記処
理槽内の液体の液面に密着させて保持する保持部と、
　前記保持部により保持された前記処理対象基板に対し、前記第１の面に対向する第２の
面側よりレーザ光を照射する照射部と、
を備えることを特徴とする基板処理装置。
【請求項２】
　前記レーザ光の集点は前記処理対象基板の第１の面から前記パターンの高さの範囲内で
あることを特徴とする請求項１に記載の基板処理装置。
【請求項３】
　前記液体はガス飽和液又はガス過飽和液であることを特徴とする請求項１又は２に記載
の基板処理装置。
【請求項４】
　パターンが第１の面に形成され透光性を有する処理対象基板を、その第１の面を処理槽
内の液体の液面に密着させて保持する工程と、
　保持した前記処理対象基板に対し、前記第１の面に対向する第２の面側よりレーザ光を
照射する工程と、
を有することを特徴とする基板処理方法。
【請求項５】
　パターンが第１の面に形成され透光性を有する処理対象基板を、その第１の面を処理槽
内の薬液の液面に密着させて保持する工程と、
　前記第１の面を前記処理槽内の薬液の液面に密着させて保持した前記処理対象基板に対
し、前記第１の面に対向する第２の面側よりレーザ光を照射する工程と、
　レーザ光の照射後、前記処理槽内の薬液を純水に置換する工程と、
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　前記第１の面を前記処理槽内の純水の液面に密着させて保持した前記処理対象基板に対
し、前記第１の面に対向する第２の面側よりレーザ光を照射する工程と、
を有することを特徴とする基板処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
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